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Die Herstellung optischer Diinnschichtsysteme kommt heutzutage ohne den Einsatz moderner Kon-
zepte der Plasmatechnologie nicht mehr aus. So wird nicht nur hiufig das Beschichtungsgut selbst
mit Plasmen vorbehandelt, sondern es kommen auch direkte plasmagestiitzte Beschichtungsverfah-
ren zum Einsatz, die eine deutliche Verbesserung der Qualitdt optischer Funktionsschichtsysteme
bewirken kénnen. Beispielsweise kann die Packungsdichte optischer Schichten in plasmagestiitzten
Prozessen erheblich bis nahezu auf den Wert des entsprechenden Festkérpermaterials gesteigert und
so eine erhebliche Erhohung der Schichtstabilitdt erreicht werden. Bei den Zerstdubungsprozessen
spielen Plasmen und Plasmastrahlen eine zentrale Rolle in der kontrollierten Freisetzung des Be-
schichtungsmaterials in einem Energieregime, das besonders giinstig ist fiir die Bildung von qualitativ
hochwertigen optischen Schichten. Trotz dieser enormen Vorteile steckt eine grundlegende Erkundung
der Wirkung von Plasmen in den modernen Beschichtungsprozessen noch in ihren Anfingen. Fiir
die zukiinftige Entwicklung der Beschichtungsprozesse und die Herstellung der zunehmend geforder-
ten anspruchsvollen optischen Schichtsysteme sind diese neuen Forschungsansitze dringend weiter zu
stiarken. Die Zielstellung des nunmehr sechsten Symposiums zu dem Themenfeld ist es, den Dialog der
beteiligten Technologiebereiche weiter zu intensivieren. Als Plattform bietet sich dabei insbesondere
auch das Vorhaben ,Plasma und Optische Technologien* (PluTO) an, das vom Bundesministerium
fiir Bildung und Forschung seit Mitte des Jahres 2009 geférdert wird und nunmehr einen hohen
wissenschaftlichen Stand erreicht hat. Im Rahmen es Symposium sollen unter anderen ausgewéhlte,
von dem Pluto-Konsortium errungene Ergebnisse der Fachoffentlichkeit vorgestellt werden.
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Hauptvortrage

SYOS 1.2 Di  11:10-11:50
SYOS 1.3 Di  11:50-12:20
SYOS 1.4 Di  12:20-12:50
SYOS 2.1 Di  14:00-14:30
SYOS 2.2 Di  14:30-15:00
SYOS 2.3 Di  15:00-15:30
SYOS 2.4 Di  15:30-16:00
SYOS 3.1 Di  16:30-17:00
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(Horséle HS 2 und HS 4)

Plasma und optische Technologien: PluTO — ¢NORBERT KAISER
Entspiegelung von Oberflichen durch plasmageétzte Nanostrukturen —
eULRIKE SCHULZ

Untersuchungen an PIAD Schichten — eOLAF STENZEL, STEFFEN WIL-
BRANDT, DIETER GABLER, NORBERT KAISER, JENS HARHAUSEN, RUDIGER
FOEST, ANDREAS OHL

Diagnostik und Steuerung von PIAD-Prozessen — eJENS HARHAUSEN,
RUDIGER FOEST, ANDREAS OHL, DIETER GABLER, NORBERT KAISER, OLAF
STENZEL, STEFFEN WILBRANDT, RALF-PETER BRINKMANN, BENJAMIN SCHRO-
DER, ROBERT STORCH, TIM STYRNOLL

Charakterisierung beschichtender Plasmen — ePETER AWAKOWICZ
Plasmadiagnostik und Prozessiiberwachung mit der Multipolresonanz-
sonde — eRALF PETER BRINKMANN, MICHAEL FRIEDRICHS, MARTIN LAPKE,
JENS OBERRATH, CHRISTIAN SCHULZ, ROBERT STORCH, TIM STYRNOLL, PE-
TER AWAKOWITZ, THOMAS MUSSENBROCK, THOMAS MUSCH, ILONA ROLFES
Analyse des Ionenstrahlzerstdubens mittels Plasmadiagnostik —
eCARSTEN SCHMITZ

Design von amorphen optischen Schutzschichten mittels Multiskalen-
modellierung — ¢THOMAS FRAUENHEIM
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Fachsitzungen

SYOS 1.1-1.4 Di 11:00-12:50 HS 2 Plasma und Optische Technologien I
SYOS 2.1-2.4 Di 14:00-16:00 HS 2 Plasma und Optische Technologien II
SYOS 3.1-3.3 Di 16:30-17:30 HS 4 Plasma und Optische Technologien III



